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 بِ ًبم خدا

 استبًدارد ایراى یهلآضٌبیی بب سبزهبى 

 اٗطاى، نٌعتٖ ٍ تحم٘مبت اؾتبًساضز هؤؾؿٔ ضاتهمطٍ لَاً٘ي انلاح لبًَى3 هبزٓ  ٗه ثٌس ثْوَخت اٗطاى اؾتبًساضز ٖهلؾبظهبى 

ِ  ضا )ضؾتوٖ( اٗتطاى   ٖهلت اؾتتبًساضزّبٕ   ًٍكط تسٍٗي تع٘٘ي،وِ ٍظ٘فٔ اؾت وكَض ضؾوٖ هطخع تٌْب1371هبُ ثْوي ههَة  ثت

 .زاضز عْسُ

ع ٍ هؤؾؿتبت  وت ًظتطاى هطا نتبحت  ،بضقٌبؾبى ؾبظهبىوت اظ وهط ٖفٌ ّٕب َى٘ؿ٘ووّبٕ هرتلف زض ي اؾتبًساضز زض حَظُٗتسٍ

، ٕس٘ت ظ تَلٍٗ ثب تَخِ ثِ قتطا  ٖهلقَز ٍ وَقكٖ ّوگبم ثب ههبلح آگبُ ٍ هطتجظ اًدبم هٖ ٍٕ التهبز ٕس٘، تَلٖ، پػٍّكٖعلو

ٌٌتسگبى،  وٌٌتسگبى، ههتط   وس٘نتبحجبى حتك ٍ ًفتع، قتبهل تَل     ٔت آگبّبًتِ ٍ هٌهتفبً  وٍ تدبضٕ اؾت وتِ اظ هكتبض   ٕفٌبٍض

ٖ  ٍ غ٘ط ٖزٍلت ّٕب، ًْبزّب، ؾبظهبىٍٖ ترهه ٖع علوووٌٌسگبى، هطانبزضوٌٌسگبى ٍ ٍاضز َ  ف٘قتَز. پت  زٍلتٖ حبنتل هت ؽ ًٗت

بفت ًظطّب ٗقَز ٍ پؽ اظ زضٖ هطثَط اضؾبل ه ّٕب َى٘ؿ٘وٗىًفع ٍ اعضبٕثِ هطاخع ش ٖاٗطاى ثطإ ًظطذَاّ ٖهل ٕاؾتبًساضزّب

 ( اٗطاى چبح ٍ هٌتكتط ٖ)ضؾو ٖهلثِ عٌَاى اؾتبًساضز  ،تٗهطتجظ ثب آى ضقتِ عطح ٍ زض نَضت تهَ ٖهلٔت٘ووكٌْبزّب زض ٍ٘ پ

 قَز.ٖه

ْ ٘ت٘ ت ضَاثظ تعًٗ٘ع ثب ضعب نلاحشٕهٌس ٍ  علالِ ّٕب ِ هؤؾؿبت ٍ ؾبظهبىو ٖٗؽ اؾتبًساضزّبًَٗ ف٘پ وٌٌتس  ٖ ِ هت ٘ت ي قتسُ ت

َ  ٖثطضؾ ،عطح ٖهلزضوو٘تِ  ٖ    اٗتطاى  ٖهلت  ت، ثتِ عٌتَاى اؾتتبًساضز   ٍٗ زضنَضت تهت ت، ٘ت ي تطتٗقتَز. ثتس   چتبح ٍ هٌتكتط هت

اؾتبًساضز هطثتَط   ٖهل ٔي ٍ زض وو٘تٗتسٍ 5 ضٓاٗطاى قوب ٖهلاؾتبًساضز  ضات همطِ ثط اؾبؼ وقَز ٖه ٖتلم ٖهل ٖٗاؾتبًساضزّب

 سُ ثبقس.٘ت ضؾٗثِ تهَ قَزٖ ل هى٘تكاٗطاى اؾتبًساضز  ٖهلزض ؾبظهبى ِ و

(ISO)اؾتبًساضز ٖالولل ي٘ؾبظهبى ث ٖانل ٕطاى اظ اعضبٗاز اؾتبًساض ٖهلؾبظهبى 
ٍ  2(IEC) الوللٖ الىتطٍتىٌ٘ه ،وو٘ؿَ٘ى ث٘ي1

(OIML)قٌبؾٖ لبًًَٖ الوللٖ اًساظُ ؾبظهبى ث٘ي
ٖ    4اؾت ٍ ثِ عٌَاى تٌْب ضاثتظ  3 (CAC)وو٘ؿتَ٘ى وتسوؽ غتصاٗ

زض وكتَض   5

ي ٗكتَض، اظ آذتط  وذتبل   ّٕتب ٕ بظهٌتس ٍ٘ ً ٖلت وظ ٗاٗطاى ضتوي تتتَخِ ثتِ قتطا     ٖولٗي اؾتبًساضزّبٗوٌس. زض تسٍ فعبل٘ت هٖ

 قَز. گ٘طٕ هٖ ثْطُ ٖالولل ي٘ث ٕبًساضزّبخْبى ٍ اؾت ٍٖ نٌعت ٖ، فٌٖعلو ّٕب كطفت٘پ

وٌٌسگبى، حفظ ؾتلاهت   ت اظ ههط ٗقسُ زض لبًَى، ثطإ حوب ٌٖ٘ث ف٘ي پٗت هَاظٗتَاًس ثب ضعبٖ طاى هٗاؾتبًساضز ا ٖهلؾبظهبى 

اظ  ٖثعضت  ٕ، اختطا ٍٕ التهتبز  ٖغت ٘هح ؿتت ٗت هحهتَتت ٍ هلاحظتبت ظ  ٘ت فوٌ٘بى اظ ٘، حهَل اعوٍٖ عوَه ٕفطز ٖوٌٍٗ ا

. ىٌسٗاٗطاى ضا ثطإ هحهَتت تَل٘سٕ زاذل وكَض ٍ/ٗب اللام ٍاضزاتٖ، ثب تهَٗت قَضإ عبلٖ اؾتبًساضز، اخجبض ٖهلاؾتبًساضزّبٕ 

آى  ٕثٌس ٍ زضخِ ٖنبزضات ٕبتّبواؾتبًساضز  ٕكَض، اخطاوهحهَتت  ٕثطا ٖالولل ي٘ث ٕتَاًس ثِ هٌظَض حفظ ثبظاضّبٖؾبظهبى ه

هكتبٍضُ،   ٌٔت ّ٘ب ٍ هؤؾؿبت فعتبل زض ظه  ٌٌسگبى اظ ذسهبت ؾبظهبىو ثِ اؾتفبزُ ثرك٘سىٌبى ٘ي ثطإ اعو٘. ّوچٌىٌسٗضا اخجبض

ّتب ٍ هطاوتع ٍاؾتٌدٖ     كگبُٗ، آظهبٖغ٘هح ؿتٗت ظٗطٗت ٍ هس٘فو٘ت ٗطٗهس ّبٕؿ٘ؿتنٍ٘ نسٍضگَاّ ٕع٘، هوٖآهَظـ، ثبظضؾ

ت ٘س نتلاح ٗ٘ت ّب ٍ هؤؾؿبت ضا ثط اؾبؼ ضَاثظ ًظبم تأ ؾبظهبىگًَِ  يٗاؾتبًساضز ا ٖهلؾبظهبى ٍؾبٗل ؾٌدف،  (بل٘جطاؾَ٘ى)و

ىٌتس.  ّ٘ب ًظتبضت ه طز آىىّب اعغب ٍ ثط عولت ثِ آى٘س نلاحٌٗ٘بهٔ تأ٘ظ تظم، گَاّٗوٌس ٍ زض نَضت احطاظ قطا هٖ ٖبثٗطاى اضظٗا

 ٕاضتمتب  ٕثتطا  ٕبضثطزوت متبت  ٘بض فلعات گطاًجْب ٍ اًدتبم تحم ٘ي ع٘٘ل ؾٌدف، تعٗبّب، ٍاؾٌدٖ ٍؾبٗى ٌٖبلولل٘ح زؾتگبُ ثٗتطٍ

 .اؾت ؾبظهبىي ٗف اٗاٗطاى اظ زٗگط ٍظب ٖولٗؾغح اؾتبًساضزّب

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (OrganisationInternationale de MetrologieLegals) 

4-Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کویسیَى فٌی تدٍیي استبًدارد

 « راٌّوب -ایجبد الگَآهَزش ًیرٍی کبر برای  -فٌبٍری ًبًَ »

 

 سوت ٍ/یب هحل اضتغبل: رئیس:

 وَضـ، ضحوبًٖ

 (نٌبٗع غصاٖٗعطاحٖ هَاز ٍ هٌْسؾٖ  زوتطٕ)

ازاضُ ول  -ّبازاضُ اهَض آظهبٗكگبُضٗبؾت 

 اؾتبًساضز اؾتبى لعٍٗي
  

  دبیر:

 هْسِٗ، احوسٕق٘د      

 (وبضقٌبؾٖ اضقس علَم ٍ هٌْسؾٖ نٌبٗع غصاٖٗ)

 

ٕ وبضقٌبؼ  ازاضُ وتل   -اؾتتبًساضز  اختطا

 اؾتبًساضز اؾتبى لعٍٗي

  )اؾبهٖ ثِ تطت٘ت حطٍ  الفجب(اعضب:

 الِْ، پَضاؾلاهٖ

 (قٌبؾٖاضقس ظٗؿتوبضقٌبؾٖ )

 

 ِ فٌبٍضٕ ًبًَعؾتبز ٍٗػُ تَؾ وبضقٌبؼ

 هحؿي، ثطظگط ثفطٍئٖ

 (زوتطٕ ق٘وٖ تدعِٗ)

 

زاًكتگبُ   -گطٍُعضَ ّ٘ئت علوٖ ٍ هسٗط

 تطث٘ت هسضؼ

 نبلحِ، پَضثْكتٖ

 (ف٘عٗهزوتطٕ )

 

 هؿتملعضَ 

 حؿي، پَٕ پَٕ

 (ق٘وٖ وبضقٌبؾٖ اضقس)

 

اؾتتبًساضزّبٕ فٌتبٍضٕ    وو٘تِ فٌٖ زث٘ط

 ًبًَ

 ؾ٘وب، پكبهٖ

 (وبضقٌبؾٖ اضقس هٌْسؾٖ ق٘وٖ)

 

 عضَ هؿتمل

 اثَشض، ؾْطاثٖ خْطهٖ

 (فٌبٍضٕ ًبًَزوتطٕ )

 

ٕ  ضاؾتتسقتتطوت  ّتتبٕ تَؾتتعِ فٌتتبٍض

 پ٘كطفتِ

 هَْـ، ؾ٘فٖ

 (وبضقٌبؾٖ اضقس هسٗطٗت)

 

ثبظًكؿتِ ؾتبظهبى   -وبضقٌبؼ اؾتبًساضز

 هلٖ اؾتبًساضز
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 ٍ/یب هحل اضتغبل: سوت )اؾبهٖ ثِ تطت٘ت حطٍ  الفجب(اعضب:

 قَ٘ا، قبّطخ

 ًطم افعاض( -وبضقٌبؾٖ وبهپَ٘تط)

 

وبضقتتتٌبؼ ّوتتتبٌّگٖ اهتتتَض تتتتسٍٗي 

 ؾبظهبى هلٖ اؾتبًساضز اٗطاى  -اؾتبًساضز

 اه٘ط، احوسٕق٘د

 (وبضقٌبؾٖ هىبً٘ه خبهسات)

 

ٍاحتتتس تَل٘تتتسٕ   -ٍى هتتتسٗطعبهلهعتتتب

 ّبٕ نٌعتٖ وَ٘اىحؿبؾِ

 هحوَز، ظطٗف

 (ظثبًكٌبؾٖوبضقٌبؾٖ اضقس )

 

پػٍّكگط اضقس فطٌّگؿتبى ظثتبى ٍ ازة  

 فبضؾٖ

 ه٘تطا، ثٌسعلالِ

 (وبضقٌبؾٖ اضقس ًبًَ ف٘عٗه)

 

 عضَ هؿتمل

 ظّطُ، ثبقٖلبفلِ

 (وبضقٌبؾٖ اضقس ًبًَ ق٘وٖ)

 

 عضَ هؿتمل

 حؿ٘ي، ظازُ هحوسٕلبؾن

 (زوتطٕ ق٘وٖ آلٖ)

 

زاًكگبُ  -عضَ ّ٘ئت علوٖ ٍ هسٗط گطٍُ

 ذوٌٖ٘ )ضُ(الوللٖ اهبم ث٘ي

 وتبَٗى، وطٗوٖ

 (وبضقٌبؾٖ اضقس علَم ٍ هٌْسؾٖ نٌبٗع غصاٖٗ)

 

 عضَ هؿتمل

 هحوسخعفط، هَتٖٗ

 (زوتطٕ فٌبٍضٕ ًبًَ)

 

 پػٍّكگبُ هَاز ٍ اًطغٕ

 ؾع٘سُ، هعٌٗبًٖ

 (زوتطٕ هٌْسؾٖ ق٘وٖ)

 

 زاًكگبُ اه٘طوج٘ط -عضَ ّ٘ئت علوٖ

 حؿي، هؿطٍضٕ

 (زوتطٕ ق٘وٖ)

 

 پػٍّكگبُ اؾتبًساضز

 ٍیراستبر:

 ح٘سضظازُ، هطخبى

 )وبضقٌبؾٖ اضقس ه٘ىطٍثَ٘لَغٕ(

 

عضتتَ ّ٘ئتتت علوتتٖ پػٍّكتتگبُ 

ؾتتتتبظهبى هلتتتتٖ  -اؾتتتتتبًساضز

 اؾتبًساضز اٗطاى
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 هٌدرجبت فْرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحِ عٌَاى

 ظ گفتبض ف٘پ

 1 ٍ زاهٌِ وبضثطز ّس  1

 1 العاهٖ هطاخع 2

 انغلاحبت ٍ تعبضٗف 3

 ًبًَ ٕفٌبٍض 4-1

 ًبًَ ٕفٌبٍض ٕالگَ ٘ستَل 4-2

 آهَظـ 4-3

 الگَ 4-4

 الگَ ٘ستَل 4-5

2 

2 

2 

3 

3 

 4 ول٘بت 4

 4 ّبظهٌِ٘ عوَهٖ زاًف ٍ هْبضتپ٘ف 5

 5 تحت پَقف ّٕبٍ هْبضت ٘نهفبّ 6

 5 الگَٕ فٌبٍضٕ ًبًَ تَل٘س ّبٕ هطتجظ ثبهفبّ٘ن ٍ ضٍـ 7
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 گفتبرپیص

 آى پ٘كٌَٗؽ وِ«ضاٌّوب -فٌبٍضٕ ًبًَآهَظـ ً٘طٍٕ وبض ثطإ تَل٘س الگَ زض حَظُ »اؾتبًساضز

فٌبٍضٕ  اؾتبًساضز هلٖ ٔوو٘ت اخلاؼ چْل ٍ ٗىو٘ي زض ٍ اؾت قسُ ٍتسٍٗي تِْ٘ هطثَط ّبٕ زضوو٘ؿَ٘ى

 ٍ لَاً٘ي انلاح لبًَى 3 هبزٓ ٗه ثٌس اؾتٌبز ثِ اٌٗه ،اؾت گطفتِ لطاض تهَٗت هَضز 19/11/95 هَضخ ًبًَ

 اٗطاى هلٖ اؾتبًساضز عٌَاى ثِ ،1371هبُ ثْوي ههَة اٗطاى، نٌعتٖ تحم٘مبت ٍ اؾتبًساضز همطضات هؤؾؿٔ

  .قَز هٌتكط هٖ

ؾبذتبض ٍ قَُ٘ -)اؾتبًساضزّبٕ هلٖ اٗطاى5اؾتبًساضزّبٕ هلٖ اٗطاى ثط اؾبؼ اؾتبًساضزّبٕ هلٖ اٗطاى قوبضُ 

 زض ٍخْبًٖ هلٖ پ٘كطفتْبٕ ٍ تحَتت ثب ّوبٌّگٖ ٍ ّوگبهٖ حفظ ثطإًگبضـ( تسٍٗي هٖ قًَس.

 پ٘كٌْبزٕ ّط ٍ قس ذَاّس تدسٗسًظط لعٍم هَالع زض اٗطاى هلٖ اؾتبًساضزّبٕذسهبت،  ٍ علَم ظهٌ٘ٔنٌبٗع،

 تَخِ هَضز هطثَط فٌٖ زضوو٘ؿَ٘ى تدسٗسًظط ٌّگبم قَز، اضائِ اٗي اؾتبًساضزّب تىو٘ل ٍ انلاح ثطإ وِ

 .وطز اؾتفبزُ هلٖ اؾتبًساضزّبٕ تدسٗسًظط اظآذطٗي ثٌبثطاٗي، ثبٗسّوَاضُ .لطاضذَاّسگطفت

 

 :اؾت ظٗط قطح ثِ لطاضگطفتِ اؾتفبزُ هَضز اؾتبًساضز اٗي ِتْ٘ ثطإ وِ ذصٕهٌجع ٍ هب
ASTM E 3034:2015, Standard guide for workforce education in nanotechnology pattern 

generation 
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  راٌّوب -الگَ یجبدا یکبر برا یرٍیآهَزش ً -ًبًَ یفٌبٍر

یي هسئَلیت کبربر گیرد. اًویّب را دربرایي استبًدارد، توبهی هلاحظبت ایوٌی در ارتببط بب استفبدُ از آى -ّطدار

ّب لازم است قبل از ّبیی را کِ رعبیت آىًظرگرفتِ ٍ هحدٍدیتبِ ایوٌی ٍ سلاهتی را در  است کِ هَارد هربَط

 اًجبم آزهَى هدًظر قرار دّد. 

 ٍ داهٌِ کبربردّدف   1

ٗه چبضچَة وبضٕ ثطإ آهتَظـ ً٘تطٍٕ وتبض زض     ّبٖٗ زض لبلتضاٌّوبّٖٗس  اظ تسٍٗي اٗي اؾتبًساضز اضائِ 

اؾت. اٗي آهَظـ ثبٗس  ٖالگَٕ هطتجظ ثب فٌبٍضٕ ًبًَ ٍ تسضٗؽ آى زض ؾغَح زاًكگبّ اٗدبزظهٌِ٘ هَضَعبت 

ّبٕ گًَبگَى تحم٘مبتٖ، تَل٘س ٗب تَؾعِ فٌبٍضٕ ًبًَ، آهتبزُ  طز ضا ثطإ وبض زض ّط ٗه اظ حَظُخبهع ثبقس ٍ ف

 تَاًس زض تج٘٘ي الگَٕ هم٘بؼ ًبًَهكبضوت زاقتِ ثبقس.هَظـ هٖوٌس. اٗي فطز پؽ اظ آ

 کبربرد دارد:ی ًبًَ در تَلید الگَ در حَزُ فٌبٍرایي استبًدارد برای هَارد زیر 

 ؛زض اٗي حَظُتَؾعِ ٗب اضظٗبثٖ ٗه ثطًبهِ آهَظقٖ  -الف

 ؛زض ثطًبهِ آهَظقٖ فٌبٍضٕ ًبًَفْطؾتٖ اظ هَضَعبت ول٘سٕ  فطاّن وطزى -ة

 ؛ٖ اظ ثطآٍضزُ قسى العاهبت آهَظقٖاعوٌ٘بى ثركٖ ًْبزّبٕ آهَظق -پ

 .ذَز ثب احت٘بخبت وبضفطهبٗبى ثَهّٖبٕ ثطًبهِؾبظٕ َظقٖ ثِ هٌظَض هٌبؾتَاًوٌسؾبظٕ ًْبزّبٕ آهت -ت

 وبضثطز ًساضز:الگَ زض حَظُ فٌبٍضٕ ًبًَ  اٗدبززض اٗي اؾتبًساضز ثطإ هَاضز ظٗط 

 .هحتَإ ترههٖ زض ثطًبهِ آهَظقٖ –الف

 هراجع الساهی 2

زازُ قتسُ  ّتب اضختب    نتَضت العاهتٖ ثتِ آى   زض هطاخع ظٗط ضَاثغٖ ٍخَز زاضز وِ زض هتي اٗي اؾتبًساضز ثتِ  

 قًَس. تطت٘ت، آى ضَاثظ خعئٖ اظ اٗي اؾتبًساضز هحؿَة هٖاؾت.ثسٗي

ّتب ٍ تدسٗتسًظطّبٕ ثعتسٕ آى    وِ ثِ هطخعٖ ثب شوط تبضٗد اًتكبض اضخب  زازُ قسُ ثبقس، انلاحِ٘زض نَضتٖ 

 .آٍض ً٘ؿتثطإ اٗي اؾتبًساضز العام
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  زازُ قتسُ اؾتت، ّوتَاضُ آذتطٗي تدسٗتسًظط ٍ      ّب اضختب زض هَضز هطاخعٖ وِ ثسٍى شوط تبضٗد اًتكبض ثِ آى

 آٍض اؾت.ّبٕ ثعسٕ ثطإ اٗي اؾتبًساضز العامانلاحِ٘

 اؾتفبزُ اظ هطاخع ظٗط ثطإ وبضثطز اٗي اؾتبًساضز العاهٖ اؾت:

 ّب، انغلاحبت ٍ تعبضٗف انلٖفٌبٍضٕ ًبًَ، ٍاغُ :12098قوبضُ  اؾتبًساضز هلٖ اٗطاى 2-1

 وبضآٗ٘ي -٘٘ي هكرهبت زض فٌبٍضٕ ًبًَآهَظـ ً٘طٍٕ وبض ثطإ تع:21196قوبضُ  ٗطاىا ٖاؾتبًساضز هل 2-2

 ضاٌّوب -ً٘طٍٕ وبضؾلاهت ٍ اٗوٌٖ ثطإ آهَظـ -فٌبٍضٕ ًبًَ :21198قوبضُ  ٗطاىا ٖاؾتبًساضز هل 2-3

2-4 ASTME 2456:Terminology Relating to Nanotechnology 

2-5 ISO/TS 80004-2: Nanotechnologies– Vocabulary—Part 2:Nano-Objects 

2-6 ISO/TS 80004-8:Nanotechnologies– Vocabulary—Part8: NanomanufacturingProcesses 

 ٍ تعبریف اصغلاحبت 3

 ضٍز:وبض هٖزض اٗي اؾتبًساضز، انغلاحبت ٍ تعبضٗف ظٗط ثِ

3-1  

 ًبًَ فٌبٍری

nanotechnology 

ٍ  ّبٗسُاظ پس ثطزاضٕثْطُ ٕثطا  ٘بؼٍ وٌتطل هبزُ، غبلجبً زض ًبًَهم وبضٕزض زؾت ٖعلو ّبٕاؾتفبزُ اظ زاًؿتِ

ٕ هَلىتَل  ٍ ّبثب ذَال اتن ٗعذَال هتوب ٗيذَال ٍاثؿتِ ثِ ؾبذتبض ٍ اًساظُ اؾت. ا  ٘طلبثتل هٌفتطز ٍ غ  ّتب

 )اؾتٌتبج( اظ قىل تَزُ ّوبى هبزُ ّؿتٌس. ٗبثٖثطٍى

 الگَی فٌبٍری ًبًَ ایجبد

nanotechnology pattern generation 

 ، هطاخعِ قَز.ISO/TS 80004-8ثِ اؾتبًساضز  ،ثطإ تعطٗف اٗي انغلاح
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3-2  

 آهَزش  

education 

ٗب  گَاٌّ٘بهِ ٍ ٗب ٗه ثطًبهتِ آهَظقتٖ ثتطإ افتعاٗف زاًتف ٍ       زضخِتسضٗؽ هَضَعبت ترههٖ ثطإ اضائِ 

 .اؾت هْبضت

3-3  

 الگَ

pattern 

 . اؾت قسُ ؾبذتِثطإ ؾبذتبضّبٕ  1ٗه عطح ٗب چ٘سهبى

3-4  

 الگَ ایجبد

pattern generation 

ثِ هٌظَض ثتِ وتبضگ٘طٕ آى زض ؾتبذتبضّبٖٗ ثتب هم٘تبؼ       2هح٘ظ)ّبٖٗ( ثطإ ؾبذت ٍ اًتمبل الگَ ضٍٕ ضٍـ

 اٗدتبز ًَضٕ ٗه ضٍـ اپت٘ىٖ اؾت وِ ثطإ ؾبذت تطاقِ زض  3ه٘ىطٍ ٗب ًبًَ اؾت؛ ثِ عٌَاى هثبل، ل٘تَگطافٖ

 قَز. اؾتفبزُ هٖ ظٗطتِٗالگَ ضٍٕ ٗه 

                                                 

1-Layout 

 
2- Medium 

تَاًس زض ٗه هبزُ حؿبؼ ثِ تكعكع ٗب اظ عطٗك اًتمبل هبزُ ضٍٕ ٗه ثؿتط ٍ ّوچٌت٘ي اظ  هدسز ٗه الگَ اؾت وِ هٖ اٗدبز -3

 تم٘ن آى، قىل ثگ٘طز.  عطٗك اًتمبل، چبح ٍ ٗب حه هؿ
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 کلیبت 4

ّبٖٗ اؾتت وتِ   الگَٕ فٌبٍضٕ ًبًَ زض ؾبظهبى اٗدبزٗه ثطًبهِ آهَظقٖ پبِٗ ثطإ  قبهلاٗي اؾتبًساضز،  4-1

وٌٌس. اٗي اؾتبًساضز ثِ افطاز فعبل زض ً٘طٍٕ وبض تَؾعِ زازُ ٗب عولٖ هٖزض حَظُ فٌبٍضٕ ًبًَ، اٗي الگَ ضا ثطإ 

وٌس تب زؾت ون تَاًبٖٗ تَن٘ف هفتبّ٘ن پبٗتِ ضا   ًبًَ ووه هٖ هحهَتت فٌبٍضٕبًَ هَاز ٗب ٖ ًحَظُ تحم٘مبت

 زاقتِ ثبقٌس. 

تَل٘س الگتَ زض  ّبٕ وبضٕ هطتجظ ثب ّبٕ هتٌَ  زض حَظُٗس ثتَاًس فطز ضا ثطإ اٗفبٕ ًمفآهَظـ پبِٗ ثب  4-2

اقبضُ زض اٗي اؾتبًساضز ثِ زٍ ؾبل آهَظـ ثطًبهِ آهَظقٖ هَضز فٌبٍضٕ ًبًَ آهبزُ وٌس. ثطإ زضن وبفٖ حَظُ 

عوك هَضَعبت اقبضُ قسُ ثبٗس ثطإ وبضثطزّبٕ هرتلف فٌبٍضٕ ًتبًَ  ٗب پ٘ف ظهٌِ٘ فٌبٍضٕ هطتجظ، ً٘بظ اؾت.

 ًبًَ هَاز، ًبًَ ل٘تَگطافٖ ٍ الگَؾبظٕ وبفٖ ثبقس. ٗبثٖهكرهًِظ٘ط ؾبذت ًبًَ هَاز، 

-ز. فطاگ٘طاى اٗي ضقتِ زضن گؿتطزُخب قَثِخبٗگبُ قغلٖ ً٘طٍٕ وبضٕ زض هح٘ظ وبض هوىي اؾت خب  4-3

حضتَض زض ثتبظاض وتبض زض زاذتل ٍ     ّب ثطإ آىتَاًبٖٗ  ثٌبثطاٗي،ٕ تَل٘س الگَٕ خبهع ذَاٌّس ٗبفتّبإ اظ ضٍـ

 ٗبثس.ّوچٌ٘ي زض ذبضج اظ حَظُ فٌبٍضٕ ًبًَ افعاٗف هٖ

ّبٕ هرتلف فٌتبٍضٕ  وِ ثطإ آهَظـ ً٘طٍٕ وبض زض حَظُاؾتبًساضزّبٖٗ اؾت  خولِاظ اٗي اؾتبًساضز    4-4

ؾبظٕ تَل٘تس  ثطًبهِ آهَظقٖ پبِٗ اقبضُ قسُ اؾت وِ ثِ فطاّناٗي اؾتبًساضز ثِ ٗه زض . ٗبفتِ اؾتًبًَ تَؾعِ 

 س. زّهٖپَٗب ٍ زض حبل ضقسٕ ضا اضائِ  ضٍ آهَظـٍ اظ اٗيوٌس ووه هّٖبٕ فٌبٍضٕ ًبًَ الگَ زض حَظُ

 ّب ٍ هْبرتداًص عوَهی پیص زهیٌِ  5

 خجط همسهبتٖ، ق٘وٖ، ف٘عٗه ٍ آهبض زض ؾغح زاًكگبّٖ. 5-1

ٖ ثتب   تَاًٌسهٖ،هم٘بؼ ًبًَ هَاز ثب ًبقٖ اظ 1(EHS) هح٘ظ ظٗؿتٍٖ ؾلاهتٖ اٗوٌٖ، هربعطات  5-2  ذغطاتت

ثبٗتس زضن   هم٘تبؼ ًبًَزض ٌّگبم وبض ثب هَاز فطاگ٘طاى . ثبقسقًَس هتفبٍت اٗدبز هٖٕ اتَزُوِ ثِ ٍؾ٘لِ هَاز 

 زاقتِ ثبقٌس. EHSاؾبؾٖ ًؿجت ثِ عَاهل هٌحهط ثِ فطز 

ٖ آهَظـ ؾتلاهت ٍ ا  -ًبًَ ٕفٌبٍض :21198قوبضُ  ٗطاىا ٖاؾتبًساضز هلثطإ خعئ٘بت ث٘كتط ثِ  -2یبدآٍری  ٕ ً ٕثتطا  ٗوٌت  ٘تطٍ

 .قَزهطاخعِ  ضاٌّوب -وبض

                                                 

1- Environmental, health and safety 
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 ٍق٘و٘بٖٗ هَاز ثب هم٘بؼ ًبًَٖ اظ ذَال ف٘عٗى پبِٗزاًف  5-3

الگَ، ثطإ اٗي وِ ثِ زًجبل هطاحل هرتلف فطاٌٗس، پ٘كطفت ٍ و٘ف٘ت هحهتَل ضا   اٗدبززض عٖ فطاٌٗس  5-4

ِ   فطاگ٘تطاى ضٍ اظ اٗتي  ؛ّتبٖٗ ّؿتت٘ن  گ٘طٕپٖ زاقتِ ثبق٘ن، هلعم ثِ اًساظُ زض ّتبٕ  إ اظ ضٍـ ثبٗتس زضن پبٗت

 زض هم٘بؼ ًبًَ زاقتِ ثبقٌس. ٗبثٖهكرهِ

 ٕهكرهتبت زض فٌتبٍض   ٘٘يتع ٕوبض ثطا ٘طٍٕآهَظـ ً :21196قوبضُ  ٗطاىا ٖاؾتبًساضز هلثِ ثطإ خعئ٘بت ث٘كتط  -3یبدآٍری

 .قَزهطاخعِ وبض ٗ٘يآ -ًبًَ

 ّبی تحت پَضصهْبرتهفبّین ٍ  6

ٍضٕ ًتبًَ ٍ هَضتَعبت هْتن    فٌتب  ٕالگَ اٗدبزّبٕ هطتجظ ثب آهَظـ ً٘طٍٕ وبض زض ، فْطؾتٖ اظ ضٍـ7ٌسزض ث

زض نتَضت ً٘تبظ   ّتب،  ٍ ٗب ّط زٍ آى زٗگطٗب هَضَعبت  ّب٘طًسُ ّط ضٍـ آٍضزُ قسُ اؾت. ضٍـثطگترههٖ زض

آهتَظـ  قف عٌَاى زضثبضُ  قبهل فْطؾتٖ اظاٗي اؾتبًساضز افعٍزُ قًَس. ثِ آىً٘بظ هوىي اؾت ثِ عٌَاى پ٘ف

ّبٕ ثط اؾبؼ ً٘بظهٌس1ٕهفبزّب، هفبّ٘ن ٍ اؾت. اًتربة ضٍـزض حَظُ فٌبٍضٕ ًبًَ  الگَ اٗدبزً٘طٍٕ وبض ثطإ 

( هطثَط 1 -7ثٌس ظٗط. زض اٗي فْطؾت، اٍل٘ي عٌَاى )ثبقسهٖنٌعت، فطاگ٘طاى ٍ وبضقٌبؾبى حَظُ فٌبٍضٕ ًبًَ 

-7ثٌسّبٕ طظّٗبٕ هرتلف ل٘تَگطافٖ اؾت وِ ؾِ عٌَاى )ثِ عطاحٖ الگَّبؾت. پٌح عٌَاى زٗگط قبهل ضٍـ

ٖ  ضٍٕ ظٗطتِٗ ً٘بظهٌس پَقف الگَ اٗدبزّبٖٗ اؾت وِ ثطإ ( زض ثطگ٘طًسُ ضٍـ7-5ٍ  7-3، 2  2ّتبٕ ف٘عٗىت

ٖ  6-7ٍ  4-7ثٌسّبٕ ظٗطّؿتٌس ٍ زٍ عٌَاى زٗگط ) ثطزاضًتسُ  زضوٌٌتس ٍ  ( اظ ّ٘چ پَقف ف٘عٗىٖ اؾتتفبزُ ًوت

 هَضَعبت عطاحٖ الىتطًٍ٘ه ٍ هٌْسؾٖ هَاز ّؿتٌس.

 فٌبٍری ًبًَدر حَزُ  ایجبد الگَّبی هرتبظ بب هفبّین ٍ رٍش 7

 :عراحی چیدهبى 7-1

 ؛وبضوطز فٗتعط 7-1-1

 ؛3ثٌسٕثرف عطاحٖ 7-1-2

 .ٕؾبظِ٘قج ٖعطاح 7-1-3

 

                                                 

1- Material 

2- Physical masks 

3- Design partition  
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 :پتیکیا یتَگرافیل 7-2

 :یتَگرافیل یبراّب کیاپت 7-2-1

 ؛پطاـ 7-2-1-1

 ؛تساذل 7-2-1-2

 ؛ثبظتبة 7-2-1-3

 ؛قىؿت 7-2-1-4

 .ٖپطاوٌسگ 7-2-1-5

 :1ّبی هقبٍملایِ 7-2-2

 ؛ت٘حؿبؾ 7-2-2-1

 ؛تجبٗي 7-2-2-2

 ؛ظزُ 7-2-2-3

 ؛2ٖهثجت/ هٌف ًَضّٕبٕ همبٍم تِٗ 7-2-2-4

 ؛ّبٕ چؿجٌسگٖثْجَز زٌّسُ 7-2-2-5

 ؛قسُ ثِ ضٍـ ق٘و٘بٖٗتمَٗت تِٗ همبٍم 7-2-2-6

 ؛3تِٗ همبٍم ثطچؿجٖ 7-2-2-7

(TARC/BARC) پَقف ضساًعىبؼ 7-2-2-8
 ؛4

 .5وٌٌسُ لجِحص  7-2-2-9

 

                                                 

1- Resists 

2- Positive/negative photoresists 

3- Lift-off resist 

4- Top Anti Reflective Coating/ Bottom Anti-Reflective Coating 

5- Edge bead remover 
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 :ّبسبهبًِ 7-2-3

 ؛ّبآى ٍ عَل هَج ًَٕض ّبٕچكوِ 7-2-3-1

 ؛ٍٕضغَعِ ٖتَگطاف٘ل 7-2-3-2

 ؛ٖ توبؾٖتَگطاف٘ل 7-2-3-3

 ؛هدبٍضتٖ ٖتَگطاف٘ل 7-2-3-4

 .1فطاتبثٖ ٖتَگطاف٘ل 7-2-3-5

 :ٌدیهراحل فرا 7-2-4

 ؛ظٗطتِٗوطزى ع٘تو 7-2-4-1

 ؛2آة حص پرت  7-2-4-2

 ؛3چطذكٖ زّٖآؾتط پَقف 7-2-4-3

 ؛چطذكٖ زّٖپَقف همبٍم ًَضٕ تِٗ 7-2-4-4

 ؛هلاٗنپرت  7-2-4-5

 ؛ّوتطاظٕ 7-2-4-6

 ؛ًَضزّٖ 7-2-4-7

 ؛پرت پؽ اظ ًَضزّٖ 7-2-4-8

 ؛ظَْض ٍ آثىكٖ 7-2-4-9

 .(بظ٘)زض نَضت ً ؾرتپرت  7-2-4-10

 

                                                 

1- Projection lithography 
2- Dehydration bake  
3- Spin coat primer 
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 :یکسا پرتَ یتَگرافیل 7-2-5

 ؛ٗىؽا پطتَ ٘تَگطافٖل 7-2-5-1

 .1(EUV) فطٗيفطاثٌفف  ٘تَگطافٖل 7-2-5-2

 :نیهستق ًگبرش 7-3

 :یسری/لیًَپرتَ ی/یالکترًٍ ببریکِلیتَگرافی  7-3-1

 :ّبٕ همبٍمتِٗ 7-3-1-1

 ؛ٖهثجت/ هٌف ٕهمبٍم ًَض ّبِٕٗت 7-3-1-1-1

 ٖ؛چؿجٌسگ ّبٕزٌّسُ ثْجَز 7-3-1-1-2

 ٘و٘بٖٗ.قسُ ثِ ضٍـ قٗتهمبٍم تمَ تِٗ 7-3-1-1-3

 :ّبسبهبًِ 7-3-1-2

 ؛2(زٌّسًُكط) چكوِ پطتَزّٖ 7-3-1-2-1

 ؛ضٍظًِ 7-3-1-2-2

 ؛3اپت٘ىٖ ّبٕنبفٍٖ  ّبعسؾٖ 7-3-1-2-3

 ؛ٖالىتطًٍتهَٗط  ٖتَگطاف٘ل 7-3-1-2-4

 .ٖ چٌسگبًِپطتَ الىتطًٍ ٖتَگطاف٘ل 7-3-1-2-5

 

                                                 

1- Extreme ultra violet (EUV) lithography 

2- Emitter  
3- Lenses and optical filters 
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 :ٌدیهراحل فرا 7-3-1-3

 ؛ظزُآضاِٗ  7-3-1-3-1

 .1خطٗبى ٍ اًساظُ ًمغِ ثبضٗىِ 7-3-1-3-2

2) رٍبطی کبًٍد کرٍسکَپیهبب  یتَگرافیل 7-3-2
(SPM: 

 ؛3ذطاقٖللن ثب  ٖتَگطاف٘ل 7-3-2-1

(NSOM) هًٗعز ساى٘هضٍثكٖ  اپت٘ىٖ ىطٍؾىَح٘هتَؾظ  ٖتَگطاف٘ل 7-3-2-2
 ؛4

 ؛هَضعٖ بٗفاوؿ ٖتَگطاف٘ل 7-3-2-3

 ؛ٖٗب٘و٘الىتطٍق حىبوٖ 7-3-2-4

 .5ًْكت ه٘ساى المبٖٗ 7-3-2-5

(NIL)زًی ًقصًبًَ  یتَگرافیل 7-4
6: 

 :حرارتیزًی ًقصًبًَ  یتَگرافیل 7-4-1

 :ّبٕ همبٍمتِٗ 7-4-1-1

 .ًطمگطهبهَاز 

                                                 

1- Beam current/spot size 
2- Scanning Probe Microscope  

3- Dip pen lithography 

4- Near-field scanning optical microscopy  

5- Field-induced deposition 
6- Nano-Imprint Lithography 



 1395 سبل :21662ایراى ضوبرٓ  هلیاستبًدارد 

   

10 
 

 

 :ّبسبهبًِ 7-4-1-2

 ؛فكبضزّٖ ثب پ٘ؿتَىضٍـ  7-4-1-2-1

 .ثبلكته َّافكبضزّٖ ثب ضٍـ  7-4-1-2-2

 :ٌدیهراحل فرا 7-4-1-3

 ؛لبلت انلٖؾبذت  7-4-1-3-1

 چؿجٌسگٖ؛ضس زّٖ تِٗپَقف 7-4-1-3-2

 ؛الگَ تطاظّٕن 7-4-1-3-3

 .وٌتطل ًَالم ضاٗح الگَ 7-4-1-3-4

 :بب اهَاج فرابٌفص زًیًقصًبًَی تَگرافیل 7-4-2

 :ّبٕ همبٍمتِٗ 7-4-2-1

 .ثب فطاثٌفف پرت

 :ّبسبهبًِ 7-4-2-2

 ؛ثب اهَاج فطاثٌففظًٖ ًمفًبًَاثعاض  7-4-2-2-1

 .إظًٖ هطحلِظًٖ فلاـًمفًبًَاثعاض  7-4-2-2-2

 :ٌدیهراحل فرا 7-4-2-3

 ؛هْط انلٖؾبذت  7-4-2-3-1

 ضًٍَقت ثبًَِٗ هْط انلٖ؛ 7-4-2-3-2

 .الگَ ّوتطاظٕ 7-4-2-3-3

 ًبًَ: ّبی حکبکییتَگرافیلسبیر  7-4-3

 .ل٘تَگطافٖ حىبوٖ ًبًَ غلته ثِ غلته 1-3-5-8
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 :ّبی فٌی هرتبظ بب آىهَلکَلی ٍ رٍش آراییخَد 7-5

 :یهَلکَل آراییخَد 7-5-1

 هَاد: 7-5-1-1

 .گبًسّب٘ل

 :1(BCL) بلَکیّبیبسپبرّن یتَگرافیل 7-5-2

 هَاد: 7-5-2-1

 ؛ٖتهبزف ّبٕثؿپبضّن 7-5-2-1-1

 ؛زٍ ثلَوٖ ّبٕثؿپبضّن 7-5-2-1-2

 .ثلَوٖ ؾِ ّبٕثؿپبضّن 7-5-2-1-3

 :ٌدیفرا هراحل 7-5-2-2

 ؛فبظٕ ٗفخسا 7-5-2-2-1

 هطاحل اًتمبل الگَ. 7-5-2-2-2

 .2(NSL) ُوطًبًَ ٖتَگطاف٘ل 7-5-3

 

 

                                                 

1- Block Co-Polymer Lithography  

2- Nano-sphere lithography  




